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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療装置を通る処理ガス流を与え、少なくとも前記医療装置を通る流体経路を殺菌する
ように構成される医療装置の処理システムにおいて、
　前記医療装置の流体経路に送るための強制的な処理ガス流を生成するように構成される
処理ガス流発生器、
　前記処理ガス流発生器から前記医療装置に前記強制的な処理ガス流を伝えるように構成
されるガス回路、
　前記強制的な処理ガス流の１つ以上のパラメタに関する情報を搬送する１つ以上の出力
信号を生成するように構成される１つ以上のセンサ、及び
　コンピュータプログラムモジュールを実施するために構成される１つ以上の処理器を有
するシステムであり、
　前記ガス回路は、
　　前記強制的な処理ガス流が第１のインタフェースを介して前記医療装置の流体経路内
に向けられるように、前記医療装置の流体経路の吸気口との解除可能な密封インタフェー
スを形成するように構成される第１のインタフェースと、
　　前記強制的な処理ガス流が前記医療装置の流体経路から第２のインタフェースを介し
て前記ガス回路に戻されるように、前記医療装置の流体経路の排気口との解除可能な密封
インタフェースを形成するように構成される第２のインタフェースとを有し、
　前記コンピュータプログラムモジュールは、
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　（ａ）医療装置の特徴又は（ｂ）前記１つ以上のセンサにより生成される出力信号に基
づいて、処理ガスが殺菌のため前記医療装置の流体経路内に向けられる時間を決定するよ
うに構成される処理時間モジュールと、
　医療装置の特徴及び／又は前記処理時間モジュールからの出力情報の１つ以上に基づい
て、前記強制的な処理ガスを制御するように構成される制御モジュールとを有し、
　前記医療装置の特徴が、前記医療装置の流体経路の形状又は前記医療装置の流体経路を
構成する材料を含む、医療装置の処理システム。
【請求項２】
　前記処理ガスはオゾンガスを有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記医療装置より下流にある前記強制的なガス流を浄化するために構成される浄化シス
テムをさらに有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかの医療装置の処理システムの作動方法において、前記作動方
法は、
　処理ガス流発生器が、前記医療装置の流体経路に送るための強制的な処理ガス流を生成
し、ガス回路を介して前記強制的な処理ガス流を前記医療装置に伝えるステップであって
、前記ガス回路が、前記強制的な処理ガス流が前記医療装置の流体経路内に向けられるよ
うに、前記医療装置の流体経路の吸気口と連通し、かつ前記強制的な処理ガス流が前記医
療装置の流体経路から前記ガス回路に戻されるように、前記医療装置の流体経路の排気口
と連通する、ステップ
　コンピュータプログラムモジュールの処理時間モジュールが、（ａ）医療装置の特徴又
は（ｂ）前記強制的な処理ガス流の１つ以上のパラメタに関する情報を搬送する１つ以上
の出力信号に基づいて、処理ガスが殺菌のため前記医療装置の流体経路内に向けられる時
間を決定するステップ、及び
　コンピュータプログラムモジュールの制御モジュールが、医療装置の特徴及び／又は処
理ガスが前記医療装置の流体経路内に向けられる時間の１つ以上に基づいて前記強制的な
ガス流を制御するステップ
を有し、
　前記医療装置の特徴が、前記医療装置の流体経路の形状又は前記医療装置の流体経路を
構成する材料を含む、方法。
【請求項５】
　前記処理ガスはオゾンガスを有する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記医療装置より下流にある前記強制的な処理ガス流を浄化するステップをさらに有す
る請求項４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、処理ガス(treatment gas)を用いて換気装置の流体経路を殺菌／消毒するた
めの方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　微生物の二次汚染を避けるために、汚染された表面を消毒することはよく知られている
。浸すことができる物体にある空洞と同じくアクセス可能な耐薬品性の表面にとって、液
体の殺菌剤の利用が効果的である。しかし、液体の化学的殺菌剤及び消毒液に浸すことは
、多くの繊細な器具（例えば電気回路を備える器具）には適切ではない。特に医療施設に
おいて、殺菌及び消毒のために蒸気（スチーム）がしばしば用いられるが、熱及び湿気に
繰り返し曝されることは、多くの材料及び電子部品にダメージを与え得る。ガンマ放射線
又はＥビーム放射線に曝すことは、適切な安全対策をした機器及び施設を必要とする。Ｕ
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Ｖ光の放射線は、汚染された全ての表面に対し真っ直ぐなＵＶ光路を必要とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　換気装置がある患者から次の患者に移されるとき、汚染の危険性を減らすために、この
換気装置にフィルタがしばしば用いられる。しかしながら、フィルタは必ずしも用いられ
るわけではなく、全ての生物学的汚染に必ずしも効果的であるわけではなく、及び時々は
不完全である。患者は依然として、換気装置の流体経路にある汚染に曝されている。
【０００４】
　今日の市場におけるガス殺菌は、コスト高で、ガス状又は液体状の滅菌剤の不便な取扱
い／保管を必要とする、長いガス放出期間を必要とする、曝されることに関連する危険に
対する予防措置を必要とする、及び／又は汚染された物体をガス殺菌室内に置くことを必
要とする。
【０００５】
　市販されているガス殺菌室のシステムは、施設内に大きな専用の空間を必要とし、医療
装置全てが前記殺菌室に置かれ、殺菌ガスに曝される必要がある。換気装置の場合、単に
ガス路だけが殺菌又は消毒される必要があり、換気装置の一部でもある繊細な電子機器に
は必要ない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　その結果、本開示の１つ以上の態様は、換気装置を通る処理ガス流を与え、少なくとも
換気装置を通る流体経路を消毒するように構成される換気装置の処理システムに関する。
幾つかの実施例において、前記システムは、処理ガス（例えばオゾン）流発生器、ガス回
路、第１のインタフェース、第２のインタフェースを有する。前記処理ガス流発生器は、
換気装置の流体経路に送るための強制的な処理ガス流を生成するように構成される。前記
ガス回路は、処理ガス流発生器から換気装置に前記強制的な処理ガス流を伝えるように構
成される。このガス回路は、前記強制的な処理ガス流が第１のインタフェースを介して換
気装置の流体経路内に向けられるように、換気装置の流体経路の吸気口との解除可能な密
封インタフェースを形成するように構成される。ガス回路は、前記強制的な処理ガス流が
換気装置の流体経路から第２のインタフェースを介してガス回路に戻されるように、換気
装置の流体経路の排気口との密封インタフェースを形成するように構成される。
【０００７】
　本開示のさらにもう１つの態様は、換気装置を通る処理ガス流を与え、少なくとも換気
装置を通る流体経路を消毒する方法に関する。幾つかの実施例において、前記方法は、換
気装置の流体経路に送るための強制的な処理ガス流を生成するステップ、ガス回路を介し
て換気装置に強制的な処理ガス流を伝えるステップ、前記強制的な処理ガスが換気装置の
流体経路内に向けられるように換気装置の流体経路の吸気口と連通させるステップ、及び
前記強制的な処理ガス流が換気装置の流体経路からガス回路に戻されるように、換気装置
の流体経路の排気口と連通させるステップ、を有する。
【０００８】
　本開示のさらにもう１つの態様は、換気装置を通る処理ガス流を与え、少なくとも換気
装置を通る流体経路を消毒するように構成される換気装置の処理システムに関する。幾つ
かの実施例において、前記システムは、換気装置の流体経路に送るための強制的な処理ガ
ス流を生成する手段、及び前記強制的な処理ガス流を処理ガス流発生器から換気装置に伝
えるための手段を有する。幾つかの実施例において、前記強制的な処理ガス流を伝える手
段は、前記強制的な処理ガス流が吸気口と連通させる手段を介して前記換気装置の流体経
路内に向けられるように、前記換気装置の流体経路の吸気口との解除可能な密封インタフ
ェースを形成する手段、及び前記強制的な処理ガス流が前記換気装置の流体経路から排気
口と連通させる手段を介してガス回路に戻されるように、前記換気装置の流体経路の排気
口との解除可能な密封インタフェースを形成する手段を有する。
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【０００９】
　本開示のこれら及び他の目的、特徴並びに特性だけでなく、構造物の関連する要素の動
作及び機能の方法、並びに製造物の一部及び経済性の組み合わせは、付随する図面を参照
して以下の説明及び添付の請求項を理解すると明らかとなるだろう。これらのすべては本
明細書の一部を形成し、ここで同様の参照番号は、様々な図面において対応する部品を指
定している。しかしながら、これら図面は、単に説明及び記載を目的とし、本開示の限界
を定めることを意図してないとはっきりと理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】処理ガスを用いて換気装置の流体経路を殺菌／消毒するように構成されるシステ
ム。
【図２】導管を介して接続される、排気ポート及び吸気ポートを備える換気装置の概略図
。
【図３】異なる例示的な形状の換気装置の流体経路の殺菌／消毒システムの概略図。
【図４】第３の異なる例示的な形状の換気装置の流体経路の殺菌／消毒システムの概略図
。
【図５】第４の異なる例示的な形状の換気装置の流体経路の殺菌／消毒システムの概略図
。
【図６】第５の異なる例示的な形状の換気装置の流体経路の殺菌／消毒システムの概略図
。
【図７】第６の異なる例示的な形状の換気装置の流体経路の殺菌／消毒システムの概略図
。
【図８】換気装置を通る流体経路を殺菌／消毒するために、換気装置を通る処理ガス流を
与える方法。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本明細書において、文脈上明白に他の意味で指図する場合を除き、複数あると述べなく
てもそれが複数あることも含んでいる。本明細書において、２つ以上の部品又は構成要素
が"結合される"との発言は、リンクが生じている限り、これらの部品が直接又は間接的、
すなわち１つ以上の中間部品若しくは構成要素を介するかの何れか一方により接合される
又は一緒に動作することを意味している。明細書において、"直接結合される"とは、２つ
の要素が互いに直接接していることを意味している。明細書において、"固定して結合さ
れる"又は"固定される"とは、２つの構成要素が互いに対し一定の方向を保ちつつ、１つ
として動くように結合されることを意味している。
【００１２】
　明細書において、"単一(unitary)"という言葉は、構成要素が単体又は単独ユニットと
して作られていることを意味している。すなわち、別々に作られ、その後１つのユニット
として１つに結合された部品を含む構成要素は、"単一の"構成要素又は本体ではない。明
細書において、２つ以上の部品又は構成要素が互いに"連動"しているとの発言は、これら
部品が直接又は１つ以上の中間部品若しくは構成要素を介するかの何れか一方により互い
に力を及ぼしていることを意味している。明細書において、"数"は、２つ以上（すなわち
複数）の整数を意味している。
【００１３】
　明細書において、方向に関する用語、例えば、限定ではないが頂部、底部、左、右、上
部、下部、前方、後方及びこれらの派生語は、図面に示される構成要素の方向に関連する
ものであり、明確に述べない限り、請求項を限定するものではない。
【００１４】
　図１は、換気装置の殺菌／消毒システム１０の例示的な実施例を概略的に説明している
。換気装置の殺菌／消毒システム１０は、換気装置に強制的な処理ガス流を与えることに
より、この換気装置を通る流体経路を殺菌／消毒するように構成される。この処理ガスは



(5) JP 6480325 B2 2019.3.6

10

20

30

40

50

、殺菌ガス、消毒ガス及び／又は他のガスから構成されてもよい。消毒ガスは、換気装置
内の有害な微生物を除去及び／又は減らすように構成されるガスを有する。殺菌ガスは、
消毒ガスに比べ、換気装置内のより多くの微生物を除去及び／又は減らすように構成され
るガスを有する。
【００１５】
　換気装置は、通常の使用中、バクテリア及びウイルスで頻繁に汚染されている。換気装
置がある患者から次の患者に移されるとき、前の患者による病原体で新しい患者を汚染す
る危険性がある。処理ガスの利用は、換気装置の空洞及び導管（流体経路）にあるような
表面にアクセスするのが難しい消毒にとって特に実用的である。例えばオゾンのような処
理ガスは、酸素に還元する及び半減期が短く、この半減期は湿度、熱又は安価な分解触媒
を用いてさらに減らすことができる。
【００１６】
　本開示は、医療装置の流体経路にある物質が処理ガスと互換性があれば、汚染された流
体経路を持つ如何なる医療装置に応用可能である。このような医療装置は、換気装置を含
んでいる。ある実施例において、システム１０は、処理ガス流発生器１２、ガス回路１４
、ユーザーインタフェース１６、１つ以上のセンサ１８、処理ガス浄化システム２０、排
気ポート２２、１つ以上のバルブ２４、処理器２６、電子記憶装置２８及び／又は他の構
成要素の１つ以上を有する。
【００１７】
　限定ではない例として、図１のシステム１０は、処理ガス流発生器１２からガス回路１
４を介して換気装置３０にガスを循環させるように動作している。この処理ガスは、１つ
以上のバルブ２４を通過し、処理ガス流発生器１２及び／又は換気装置３０に戻されるよ
うに流れ続け、循環を完成させる。この処理ガスは、例えば殺菌／消毒に必要な所望する
処理ガスの濃度及び／又は持続期間が達成されるまで、この循環を続ける。処理器２６は
、処理ガス流発生器１２を制御して、前記持続期間、濃度及び／又は他のパラメタの１つ
以上を調節するように構成される。幾つかの実施例において、処理器２６は、処理ガス流
発生器１２を制御して、例えば所望する濃度が一度達成したら、処理ガスの生成を停止す
る。処理ガスの生成が停止したら、適切な殺菌／消毒を保障するのに必要な期間、処理ガ
ス流発生器１２により現存する処理ガスが循環し続ける。殺菌／消毒が一度達成されると
、１つ以上のバルブ２４は、ガス流を処理ガス浄化システム２０を通り及び／又は排気ポ
ート２２の外に向けられる。
【００１８】
　幾つかの実施例において、処理ガス流発生器１２は、換気装置３０の流体経路に送るた
めの強制的な処理ガス流を生成するように構成される。処理ガス流発生器１２は、殺菌ガ
ス、消毒ガス及び／又は他のガスの流れを生じさせるように構成される。処理ガス流発生
器１２は、処理ガスの発生、ガス加圧、ガス加湿及び／又は乾燥、ガス加熱及び／又は冷
却、及び／又は他の機能の１つ以上に対し構成される。処理ガス流発生器１２のこれらの
機能は、個別に及び／又は連携して動作してもよい。例えば、幾つかの実施例において、
処理ガス流発生器１２は、新しい処理ガスが生成されない間、ガス回路を通じて現存する
ガスを伝えるように構成される。幾つかの実施例において、処理ガス流発生器１２は、単
独の装置において換気装置３０と一体化されてもよい。
【００１９】
　処理ガス流発生器１２は、この処理ガス流発生器１２内における加圧ガスの組成を変え
ることにより、処理ガスを生成するように構成される。処理ガス流発生器１２は、酸素、
周囲空気及び／又は他の原料(source)ガスの１つ以上を有する１つ以上の原料ガスから処
理ガスを生成するように構成される。幾つかの実施例において、周囲空気は、処理ガス流
発生器１２にある吸気口を介して処理ガス流発生器１２内に吸い込まれる。ある原料ガス
から処理ガスを生成するために、処理ガス流発生器１２により用いられる１つ以上の方法
は、紫外線（ＵＶ）放射、コロナ放電、コールドプラズマ及び／又は他の処理ガス発生方
法の１つ以上を有する。幾つかの実施例において、処理ガス流発生器１２は、処理ガスの
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外部供給源に接続し、この処理ガスの外部供給源からシステム１０に処理ガスを取り込む
ように構成される。
【００２０】
　処理ガス流発生器１２によりガス回路１４にあるガスに湿度が取り込まれる。例えば、
微生物を殺すのに役立つヒドロキシル分子を作るために、湿度が取り込まれる。反対に、
処理ガス流発生器１２により処理ガスが乾燥されてもよい。このガスは例えば、換気装置
の構成要素の材料及び／又は電子機器への損傷を避けるため、及び／又は前記生成技術に
より、無菌ガスの生産を増やすために乾燥されてもよい。
【００２１】
　処理ガス流発生器１２は、この処理ガス流発生器１２を通過するガスを加熱及び／又は
冷却するように構成されてもよい。このガスは、例えばオゾンを解離させ、酸素にするた
めに加熱されてもよい。前記ガスは、例えばガス発生処理中の熱産生を抑える及び／又は
無菌ガスの殺菌／消毒効果を維持するために冷却されてもよい。
【００２２】
　処理ガス流発生器１２は、処理ガスの換気装置の流体経路への侵入を改善するため、及
び／又は他の目的のために構成される発振器を有する。
【００２３】
　強制的な処理ガス流は、ガス回路１４を介して換気装置３０の流体経路に送られる。ガ
ス回路１４は、処理ガス流発生器１２により生成される強制的な処理ガス流を換気装置３
０の流体経路に伝達されるように構成される。ガス回路１４は、１つ以上の導管３２、換
気装置の流体経路の吸気インタフェース３４、換気装置の流体経路の排気インタフェース
３６及び／又は他の構成要素を有する。導管３２は、前記強制的な処理ガス流を処理ガス
流発生器１２から換気装置の流体経路の吸気インタフェース３４に、及び換気装置の流体
経路の排気インタフェース３６から処理ガス流発生器１２に送るように構成される。換気
装置の流体経路の吸気インタフェース３４は、強制的な処理ガス流が換気装置３０の流体
経路内に向けられるように、換気装置の流体経路の吸気口との解除可能な密封インタフェ
ースを形成するように構成される。換気装置の流体経路の排気インタフェース３６は、強
制的な処理ガス流が換気装置３０の流体経路からガス回路１４に戻されるように、換気装
置の流体経路の排気口との解除可能な密封インタフェースを形成するように構成される。
幾つかの実施例において、追加のアダプター及び／又は他の結合装置が換気装置３０にあ
る１つ以上の口（ポート）を互いに結合するため、ガス回路１４を異なる種類及び／又は
モデルの換気装置に結合するため、ガス回路１４を他の様々な医療装置に結合するため、
及び／又は他の結合及び／又は適合目的のために用いられてもよい。
【００２４】
　例えば、図２は、換気装置３０にある２つのポートが互いに結合していることを概略的
に説明する。この例において、排気ポート４０及び吸気ポート４２は、これら２つのポー
ト間にガス流体経路を作る吸気／排気インタフェース４４を介して結合される。
【００２５】
　図１に戻り、ユーザーインタフェース１６は、システム１０とユーザ１０との間のイン
タフェースを設けるように構成され、このインタフェースを介してユーザは、システム１
０に情報を与える及びシステム１０から情報を受ける。これは、集約して"情報"と呼ばれ
るデータ、結果及び／又は命令、並びに他の如何なる通信可能なアイテムがユーザと処理
ガス流発生器１２、処理器２６、電子記憶装置２８及び／又はシステム１０９の他の構成
要素の１つ以上との間で伝達されることを可能にする。ユーザーインタフェース１６を介
して伝達される情報の例は、処理ガスの濃度、流量、体積、圧力、温度及び／又は他のパ
ラメタの１つ以上を有する。ユーザーインタフェース１６に含めるのに適したインタフェ
ース装置の例は、キーパッド、ボタン、スイッチ、キーボード、ノブ、レバー、表示スク
リーン、タッチスクリーン、スピーカー、マイク、表示灯、音声アラーム、プリンター及
び／又は他のインタフェース装置を含む。ある実施例において、ユーザーインタフェース
１６は、複数の個別のインタフェースを含んでいる。ある実施例において、ユーザーイン
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タフェース１６は、処理ガス流発生器１２と一体化して設けられる少なくとも１つのイン
タフェースを含んでいる。
【００２６】
　有線又はワイヤレスの何れか一方による他の伝達技術も本開示によりユーザーインタフ
ェース１６として考えられることを理解されるべきである。ユーザーインタフェース１６
としてシステム１０と共に用いるのに適した他の例示的な入力装置及び技術は、これらに
限定されないが、ＲＳ－２３２ポート、ＲＦリンク、ＩＲリンク、モデム（電話、ケーブ
ル他）を含んでいる。要するに、システム１０と情報を伝達する如何なる技術も本開示に
よりユーザーインタフェース１６と考えられる。
【００２７】
　ある実施例において、ユーザーインタフェース１６は、ユーザにより入力される事前情
報、処理器２６により生成される情報、電子記憶装置２８に記憶される情報及び／又は他
の情報をユーザに表示するように構成される。例えば、ユーザーインタフェース１６は、
現在の殺菌／消毒の実行の処理時間及び／又は複数の前の殺菌／消毒の実行の平均処理時
間を表示してもよい。
【００２８】
　１つ以上のセンサ１８は、強制的なガス流の１つ以上のパラメタに関する情報を伝える
１つ以上の出力信号を生成するように構成される。これら１つ以上のパラメタは例えば、
流速、体積、圧力、組成（例えば１つ以上の成分の濃度）、湿度、温度、加速度、速度及
び／又は他のガスパラメタの１つ以上を含んでいる。センサ１８は、（例えば、処理ガス
流発生器１２又は換気装置の流体経路のインタフェース３４及び／又は３６における強制
的な処理ガス流との流体連結により）上記パラメタを直接測定する１つ以上のセンサを含
んでもよい。センサ１８は、強制的なガス流の１つ以上のパラメタに関する出力信号を間
接的に生成する１つ以上のセンサを有してもよい。例えば、センサ１８の１つ以上は、処
理ガス流発生器１２の動作パラメタ（例えばモーター電流、電圧、回転速度及び／又は他
の動作パラメタ）及び／又は他のセンサに基づいて出力を生成する。換気装置３０と処理
ガス流発生器１２との間の１つの場所にしかセンサ１８が描かれていなくても、これは限
定を意味しているのではない。センサ１８は、例えば導管３２内（又は導管３２と連通し
て）、処理ガス流発生器１２内、処理ガス流浄化システム２０内、バルブ２４内、排気ポ
ート２２内の様々な場所及び／又は他の場所のような複数の場所に置かれるセンサを含む
。
【００２９】
　処理ガス浄化システム２０は、換気装置３０より下流にある強制的な処理ガス流を浄化
するように構成される。処理ガス浄化システム２０は、ガス分解触媒、熱源及び／又はシ
ステム１０から処理ガスを取り除くために構成される他の構成要素を有する。幾つかの実
施例において、処理ガスは、排気ポート２２を通りシステム１０から抜け出る前に、処理
ガス浄化システムを通過する。排気ポート２２は、ガス回路１４を周囲空気に開くように
構成される。
【００３０】
　１つ以上のバルブ２４は、処理ガス流発生器１２、換気装置３０、処理ガス浄化システ
ム２０、排気ポート２２及び／又は他の構成要素の１つ以上の間に処理ガスを選択的に誘
導するように構成される。幾つかの実施例において、バルブ２４は、処理ガスを誘導して
、処理ガス流発生器１２から換気装置３０を通り、処理ガス流発生器１２に戻すように構
成される。幾つかの実施例において、バルブ２４は、例えば所望する処理ガスの濃度を構
築及び維持するために、処理ガス流発生器による処理ガスの再循環を誘導するように構成
される。幾つかの実施例において、バルブ２４は、換気装置３０を通る処理ガスの再循環
を誘導するように構成される。幾つかの実施例において、１つ以上のバルブ２４は、無菌
ガス分解触媒、熱源の１つ以上を介して、及び／又は排気ポート２２を出る処理ガス流を
誘導するように構成される。
【００３１】
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　ある実施例において、バルブ２４は、直列及び／又は並列する１つ以上のバルブを有す
る。バルブ２４は、システム１０の１つ以上の場所に置くことができる。例えば、幾つか
の実施例において、バルブ２４は、換気装置の流体経路の排気インタフェース３６と処理
ガス浄化システム２０との間のガス回路１４に置かれる。他の例として、幾つかの実施例
において、バルブ２４は、処理ガス流発生器１２と換気装置３０との間に置かれてもよい
。バルブ及び／又はバルブ２４に含めるのに適した他の流量調整装置の限定ではない例は
、３方向のバルブである。バルブ２４は、油圧式、空気圧式、電気モーターを介して及び
／又は他の制御のモードを介して、制御されてもよい。
【００３２】
　処理器２６は、システム１０に情報処理能力を与えるために構成される。処理器２６は
、デジタル処理器、アナログ処理器、情報を処理するために設計したデジタル回路、情報
を処理するために設計したアナログ回路、ステートマシーン及び／又は情報を電子処理す
るための他の機構の１つ以上を含んでいる。図１において処理器２６が単一体として示さ
れても、これは単に説明を目的とするだけである。幾つかの実施において、処理器２６は
、複数の処理ユニットを含んでもよい。これら処理ユニットは、同じ装置（例えば処理ガ
ス流発生器１２）内に物理的に置かれてもよいし、若しくは処理器２６が協働して動作す
る複数の装置（例えば、処理ガス流発生器１２内に置かれる処理器及びユーザーインタフ
ェース１６内に置かれる第２の処理器）の処理機能を示してもよい。
【００３３】
　図１に示されるように、処理器２６は、１つ以上のコンピュータプログラムモジュール
を実行するように構成される。これら１つ以上のコンピュータプログラムモジュールは、
パラメタモジュール５０、殺菌時間モジュール５２、制御モジュール５４及び／又は他の
モジュールの１つ以上を有する。処理器２６は、モジュール５０、５２及び／又は５４を
、ソフトウェア；ハードウェア；ファームウェア；ソフトウェア、ハードウェア及び／又
はファームウェアの何らかの組み合わせ；及び／又は処理器２６に処理盲力を構成するた
めの他の機構により実施されるように構成される。
【００３４】
　モジュール５０、５２及び５４が図１において、１つの処理ユニット内に一緒に置かれ
るように描かれていたとしても、処理器２６が複数の処理ユニットを含む実施において、
モジュール５０、５２及び／又は５２の１つ以上が他のモジュールから離れて置かれても
よいことも理解されるべきである。モジュール５０、５２及び／又は５４の何れかが説明
よりも多くの又は少ない機能を与えてもよいので、以下に説明された別々のモジュール５
０、５２及び／又は５４により与えられる機能の記述は、説明を目的とし、限定を意味し
ていない。例えば、モジュール５０、５２及び／又は５４の１つ以上が削除されてもよい
し、その機能の幾つか又は全てがモジュール５０、５２及び／又は５４の他のモジュール
により与えられてもよい。他の例として、処理器２６は、モジュール５０、５２及び／又
は５４の１つの下に属している機能の幾つか又は全てを行う１つ以上の追加のモジュール
を実施するために構成されてもよい。
【００３５】
　パラメタモジュール５０は、処理画像の１つ以上のガスパラメタを決定するために構成
される。これら１つ以上のガスパラメタは、センサ１８により生じた１つ以上の出力信号
に基づいて決定される。これら１つ以上のガスパラメタは例えば、流速、体積、圧力、組
成（例えば１つ以上の成分の濃度）、湿度、温度、加速度、温度及び／又は他のガスパラ
メタの１つ以上を含んでもよい。幾つかの実施例において、ガスパラメタモジュール５０
は、処理ガス流に基づいて前記１つ以上のガスパラメタを動的に決定する。限定ではない
例によれば、ガスパラメタモジュール５０は、経過時間による処理ガス濃度を決定する。
幾つかの実施例において、ガスパラメタモジュール５０は、システム１０の周りの１つ以
上の場所における１つ以上のガスパラメタを決定する。限定ではない例によれば、ガスパ
ラメタモジュール５０は、処理ガス流発生器１２の内部、換気装置の排気インタフェース
３６、処理ガス浄化システム２０及び／又は他の場所において処理ガス濃度を決定する。
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【００３６】
　処理時間モジュール５２は、処理ガスが換気装置の流体経路内に向けられるするために
構成される。この時間の決定は、ユーザ入力、センサ１８により生成される出力信号、パ
ラメタモジュール５０からの出力情報及び／又は他の情報に基づいてもよい。例えば、ユ
ーザは、ユーザーインタフェース１６を介して処理時間を１時間に設定することができる
。幾つかの実施例において、処理時間モジュール５２は、例えば処理ガスの濃度、圧力、
流速、体積、湿度、温度及び／又は他のパラメタのような１つ以上のガス流のパラメタに
基づいて、前記処理時間を動的に決定する。例えば、低い濃度の処理ガスは、より長い処
理時間を必要とする。高い濃度の処理ガスは、より短い処理時間を必要とする。幾つかの
実施例において、処理時間モジュール５２は例えば、換気装置の流体経路の形状（例えば
換気装置の流体経路にある死腔(deadspace)、換気装置の入力／出力オリフィスの大きさ
）、換気装置の流体経路を構成する材料及び／又は換気装置３０の他の特徴のような換気
装置３０の１つ以上の特徴に基づいて処理時間を決定する。
【００３７】
　制御モジュール５４は、強制的な処理ガス流の１つ以上のパラメタを制御するために構
成される。制御モジュール５４は、ガス回路１４を通る処理ガスの流体経路を制御するよ
うに構成される。制御モジュール５４は、ユーザ入力、センサ１８により生成される出力
信号、パラメタモジュール５０からの出力情報、処理時間モジュール５２からの出力情報
及び／又は他の情報の１つ以上に基づいて、前記１つ以上のパラメタ及び／又はガス流体
経路を制御するように構成される。限定ではない例によれば、処理時間が満たされたとの
処理時間モジュール５２による決定に応じて、制御モジュール５４は、処理ガス流発生器
１２において処理ガスの生成を生じさせるが、処理ガス浄化システム２０に前記ガス流を
流し続ける。他の限定ではない例によれば、制御モジュール５４は、しきい値となる処理
ガスの濃度を超えるまで、処理ガス流発生器１２を介して処理ガスを再循環するようにバ
ルブ２４を制御する。幾つかの実施例において、制御モジュール５４は、センサ１８によ
り生成される出力信号、パラメタモジュール５０からの出力情報及び／又は他の情報の１
つ以上に基づいてガス回路１４における漏れを検出し、システム１０の動作を停止するよ
うに構成される。例えば、制御モジュール５４は、パラメタモジュール５０からの圧力に
関する情報及び／又は流れに関する情報によって漏れを検出するので、この制御モジュー
ル５４は、安全性を理由にシステム１０の動作を停止してもよい。
【００３８】
　幾つかの実施例において、制御モジュール５４は、処理ガスのパラメタ情報をしきい値
（例えば殺菌／消毒を達成するのに必要な最低限の処理ガスの濃度、濃度対時間等）と比
較する、及びしきい値の要件を満たすように、強制的な処理ガス流の１つ以上のパラメタ
を制御するように構成される。幾つかの実施例において、前記しきい値は、殺菌／消毒の
化学的及び／又は生物学的なインジケータを有する。ガスパラメタのしきい値は、製造時
に予め決定されても、しきい値を処理器２６にプログラムすることにより決定されても、
ユーザーインタフェース１６を介してユーザにより入力される情報に応答して決められて
も、センサ１８により生成される１つ以上の出力信号に基づいて直接決定されても、処理
ガス流に基づいて動的に決定されても及び／又は他の方法により決定されてもよい。例え
ば処理ガスの濃度のしきい値は、ユーザーインタフェース１６を介してユーザにより入力
される最低限の濃度を有する。幾つかの実施例において、処理ガスの濃度及び／又は適用
時間は、異なるレベルの殺菌及び／又は消毒を達成するために調節されてもよい。
【００３９】
　幾つかの実施例において、電子記憶装置２８は、情報を電子的に記憶している電子記憶
媒体を有する。電子記憶装置２８の電子記憶媒体は、システム１０と一体化して設けられ
る（すなわち、実質的に取り外せない）システムの記憶装置及び／又は例えばポート（例
えばＵＳＢポート、ファイヤワイヤポート等）若しくはドライブ（例えばディスクドライ
ブ等）を介してシステム１０に取り外せるように接続可能な脱着可能な記憶装置の一方又
は両方を含んでいる。電子記憶装置２８は、光学的に可読な記憶媒体（例えば光ディスク
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等）、磁気的に可読な記憶媒体（例えば磁気テープ、磁気ハードドライブ、フロッピー（
登録商標）ドライブ等）、電荷ベースの記憶媒体（例えばＥＥＰＲＯＭ、ＲＡＭ等）、ソ
リッドステート記憶媒体（例えばフラッシュドライブ等）及び／又は他の電子的に可読な
記憶媒体の１つ以上を含んでいる。電子記憶装置２８は、ソフトウェアアルゴリズム、処
理器２６により決定される情報、ユーザーインタフェース１６を介して入力される情報及
び／又はシステム１０を適切に機能することを可能にする他の情報を記憶している。電子
記憶装置２８は、システム１０内における別個の構成要素（の全部又は一部）でもよいし
、又は電子記憶装置２８は、システム１０の他の１つ以上の構成要素（例えばユーザーイ
ンタフェース１６、処理器２６等）と（全部又は一部が）一体化して設けられてもよい。
【００４０】
　上述した例示的なシステムの構成（図１）は、説明を目的とし、限定を意図しない。シ
ステム１０の他の例示的な実施例が図３から図７に示される。これら実施例は同じシステ
ムの構成要素を有する必要はない。これら実施例は、同じ順番で配されるシステムの構成
要素を有する必要はない。要するに、処理ガス流発生器１２と換気装置３０との間に強制
的な処理ガス流を伝達するための如何なる構成も本開示によりシステム１０と考えられる
。
【００４１】
　図３は、異なる構成のシステム１０の概略図である。この図において、ガス回路１４は
、処理ガス浄化システム２０を介してガス流が一回以上任意に循環するように、２つのバ
ルブを用いて構成される。
【００４２】
　図４は、第３の異なる例示的な構成のシステム１０を説明している。この図において、
ガスは処理ガス流発生器１２と換気装置３０との間を流れている。システム１０は、吸気
インタフェース３４及び／又は排気インタフェース３６において、換気装置３０に接続さ
れても／換気装置３０から切断されてもよい。
【００４３】
　図５は、第４の異なる例示的な構成のシステム１０を説明している。この図において、
ガス回路１４は直線である。ガスは、処理ガス流発生器１２から、換気装置３０及び処理
ガス浄化システム２０を通り、排気ポート２２から抜け出るように流れる。
【００４４】
　図６は、第５の異なる例示的な構成のシステム１０を説明している。この図において、
ガス回路１４は直線である。ガスは、処理ガス流発生器１２から、換気装置３０を通り、
排気ポート２２から抜け出るように流れる。
【００４５】
　図７は、第６の異なる例示的な構成のシステム１０を説明している。この図において、
ガスは、処理ガス流発生器１２から処理ガス浄化システム２０を通り、次いで換気装置３
０を通るように流れる。
【００４６】
　当然のことながら、図１から図７に説明される構成は限定を意図していない。これらの
特別な構成は、流体経路を殺菌／消毒するために、処理ガスを換気装置又は他の医療装置
に送るのに適した可能性のある構成のサブセットの例として単に与えられる。
【００４７】
　図８は、換気装置を通る流体経路を殺菌／消毒するために、換気装置を通る処理ガス流
を与える方法６０を説明している。以下に示される方法６０の動作は、説明を意図するも
のである。幾つかの実施例において、方法６０は、説明していない１つ以上の追加の動作
を用いて及び／又は説明した動作の１つ以上を用いることなく達成されてもよい。加えて
、方法６０の動作が図８に描かれる及び以下に説明される順番は、限定を意図していない
。
【００４８】
　幾つかの実施例において、方法６０は、１つ以上の処理装置（例えばデジタル処理器、
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設計されるアナログ回路、ステートマシーン及び／又は情報を電子処理するための他の機
構）において実施されてもよい。これら１つ以上の処理装置は、電子記憶媒体に電子的に
記憶される命令に応答して、方法６０の動作の一部又は全てを実行する１つ以上の装置を
含んでもよい。前記１つ以上の処理装置は、ハードウェア、ファームウェア及び／又はソ
フトウェアにより、方法６０の動作の１つ以上を実行するように特に設計される構成され
る１つ以上の装置を含んでもよい。
【００４９】
　動作６２において、医療ガス流発生器が強制的な処理ガス流を生成する。幾つかの実施
例において、動作６２は、（図１に示される及び説明される）処理ガス流発生器１２と同
じ又は類似する処理ガス流発生器により行われる。
【００５０】
　動作６４において、強制的な処理ガス流は、ガス回路を介して換気装置に伝わる。幾つ
かの実施例において、動作６４は、（図１に示される及び説明される）ガス回路１４と同
じ又は類似するガス回路により行われる。
【００５１】
　動作６６において、ガス回路は、処理ガスが換気装置の流体経路内に向けられるように
、換気装置の流体経路の吸気インタフェースと連結している。幾つかの実施例において、
動作６６は、（図１に示される及び説明される）換気装置の流体経路の吸気インタフェー
ス３４と同じ又は類似する換気装置の流体経路の吸気インタフェースにより行われる。
【００５２】
　動作６８において、ガス回路は、処理ガスが換気装置の流体経路からガス回路に戻され
るように、換気装置の流体経路の排気インタフェースと連通している。幾つかの実施例に
おいて、動作６８は、（図１に示される及び説明される）換気装置の流体経路の排気イン
タフェース３６と同じ又は類似する換気装置の流体経路の排気インタフェースにより行わ
れる。
【００５３】
　請求項において、括弧の間に置かれる如何なる参照符号もこの請求項を制限するとは考
えない。"有する"又は"含んでいる"との言葉は、請求項に挙げている以外の要素又はステ
ップの存在を排除するものではない。幾つかの手段を列挙している装置の請求項において
、これら手段の幾つかがハードウェアの全く同じアイテムにより具現化されてもよい。要
素を複数あると表現していないことは、これら要素が複数あることを排除するものではな
い。幾つかの手段を列挙している如何なる装置の請求項において、これら手段の幾つかが
ハードウェアの全く同じアイテムにより具現化されてもよい。ある要素が相互に異なる従
属請求項に挙げられているという単なる事実は、これら要素が組み合わせて用いることが
できないことを意味しない。
【００５４】
　上述した説明は、最も実用的で好ましい実施例であると現在考えられるものに基づいて
、説明を目的に詳細を与えていたとしても、このような詳細は単に説明が目的であること
、及びこの開示は、明確に開示した実施例に限定されるのではなく、それどころか、付随
する請求項の真意及び範囲内にある修正案及び等価な構成にも及ぶと意図することを理解
すべきである。例えば、本開示は、可能な限り、何れかの実施例の１つ以上の特徴が他の
何れかの実施例の１つ以上の特徴と組み合わされ得ることを考慮していると理解すべきで
ある。
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